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(57) Bei etner Einrichtung zur f otolrthografischen 
Strukturubertragung soil die Aufidsung des optischen 
Systems durch Anwendung einer Immersionsflussigkert 
erhoht werden. AufgabengemaB ist fur die besonderen 
Anwendungsbedingungen in der Lithografie, speziell 
Transport und Wechsei des Biidtragers, eine Moglichkett 
zur Abdichtung der Immersionsflussigkert zu schaff en, 
welche die erforderliche Handhabung des Biidtragers nicht 
beeintrachtigt und den Bildtriger nicht beschadigt. 
ErfindungsgemaB ist der Raum fur die 
Immersionsflussigkert gegenuber dem Bildtriger durch ein 
bewegliches, testes, transparentes optisches Medium 
abgeschiossen, das durch Druckanderung der 
Immersionsflussigkeit nur wahrend der f otolrthografischen 
Strukturubertragung mit dem Bildtrager in Kontakt 
gebracht und wahrend der Bewegung und des Wechsels 
des Biidtragers von diesem abgehoben wird. Fig. 2a + b 
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Fig. 2b 
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Erfindungsanspruch: 

1 Einrichtung zurfotolrthografischen Strulcturubertragung mittels eines optischen Projektionsobjektivs auf einen parallel zur 
Bildebene schrittweise bewegten und in kurzen Zeitabstanden vorzugsweise automatisch auswechselbaren Bildtrager, 
gekcnnzeiehnet dadurch, daS sich in einem zwischen Projektionsobjektiv und Bildtrager abgegrenzten Raum, der wm 
Bildtrager durch ein bewegliches, transpa rentes opti scries Medium dicht abgeschlossen ist, eine an stch bekannte 
Immersionsflussigkeit annahernd gleichen Brechwertes befindet. deren Flussigkeitsdruck auf das optische Medium fur einen 
ungehinderten Transport bzw. Wechsel des Bildtragers veranderbar ist. 

2. Einrichtung nach Punkt 1 , gekennzetchnet durch eine elastische Folie als optisches Medium. 

3 Einrichtung nach Punkt 1 gekennzetchnet durch eine elastisch gelagerte Platte als optisches Medium. 

4 Einrichtung nach Punkt 1, gekennzelchnet dadurch, daft sich zur Vermeidung von Stem- und Interferenzeffekten em dunner 
Flussigkeitsfilm gleichen Brechwertes wie das optische Medium zwischen dem Bildtrager und dem optischen Medium 
befindet 



Hierzu 2 Seiten Zeichnungen 



Anwendungsgebiet der Erftndung 

Die Erfindung betrifft eine Einrichtung zur fotolithografischen Strulcturubertragung mittels eines optischen Projektionsobjektivs 
auf einen parallel zur Bildebene schrittweise bewegten und in kurzen Zeitabstanden vorzugsweise automatisch auswechselbaren 
Bildtrager, insbesondere zur Herstellung mikroelektronischer Bauelemente. 



Charakteristikder bekanrtten teehnischen Losungen 

Die projektionsoptische Strukturierung mikroeleKtronischer Schaltkreise erfordert mit zunehmender Erhohung des 
Integrationsgrades eine immer h6here optwche Aufldsung, die wiederum von der Apertur der Projektionsoptik abhangt Die 
Erhohung der Apertur verringert die Scharf entief e und fuhrt in Zusammenhang mit der Unebenheit der Bildtrager zu 

technoiogischen Problemen. ^ , _ 

Durch das Einbringen einer hochbrechenden Immersionsflussigkeit zwischen der Frontlinse des Objektivs und dem Bildtrager 
Ja&t sich die Auflosung der Projektionsobtik erhohen. ohne die Scharfentiefe zu verringern. Das aus der Mikroskopie bekannte 
Verfahren <Brockhaus f „ABC der Optik", Brockhaus Veriag Utpzig. 1961 S.565ff.) ist auf die Mikrolithografie nicht Obertragbar, 
da die durch Adhasionskrafte zwischen Bildtrager und der Frontlinse gehaltene Immersionsflussigkeit bei der ublichen . 
schrittweisen Bewegung des Bildtragers Oder dessen automatischen Wechsel abreiBen wurde. Eine schleHende mechanische 
Dichtung scheidet wegen der Gef ahr der Beschadigung des Bildtragers und wegen der hohen Reibkrafte, die ein exaktes 
Positionieren des Bildtragers behindem, aus. 



Ziel der Erfindung 

Ziel der Erfindung ist die Erhdhung der Auflosung des optischen Systems bei fotolithografischen Einrichtu ngen mit einer an sich 
bekannten Immersionsflussigkeit 



Darlegung des Wesens der Erfindung 

Der Erfindung liegt die Aufgabezugrunde, bei einer fotolithografischen Einrichtung eine Moglichkeitzur Abdichtung-der 
Immersionsflussigkeit zu schaffen, die zu keiner schlerfenden Beruhrung der Dichtung mit dem Bildtrager fuhrt und die 
Bildtragertransport und -wechsel nicht beeintrachtigt. 

ErfindungsgemaB wird diese Aufgabe geldst indem sich bei einer Einrichtung zur fotolithografischen Strulcturubertragung 
mittels eines optischen Projektionsobjektivs durch eine Immersionsflussigkeit hindurch auf einem Bildtrager, z. B. eine Pf toplatte 
Oder eine Halbleiterscheibe, die Immersionsflussigkeit in einem abgeschlossenen Raum befindet; der gegenuber dem Bildtrager 
durch ein bewegliches, festes. transpa rentes optisches Medium mit gleichem Brechwert abgedichtet wird, das wahrend der 
Belichtung durch den Druck der Immersionsflussigkeit auf den Bildtrager gedruckt und wahrend der schrittweisen Bewegung 
des Bildtragers Oder bei dessen Wechsel durch Unterdruck der Immersionsflussigkeit abgehoben wird. Das transparente 
optische Medium kann eine elastische Membran,z.B. eine Folie Oder eine elastisch gelagerte Platte sein. Zur Vermeidung von 
Streu- und Interferenzerscheinungen ist es zweckmafcig, zwischen dem festen optischen Medium und dem Bildtrager, das teste 
optische Medium Oder den Bildtrager mit einem dunnen Film einer Immersionsflussigkeit gleichen Brechwertes zu benetzen. 



Ausfuhrungsbeispiel 

Die Erfindung soil nachstehend anhand zweier in der Zeichnung dargestellter Ausfuhrungsbeispiel erlautert werden. 
In der Zeichnung zeigen : 

Fig. 1 (1 a, 1 b): Einrichtung mh einer ebenen elastisch gelagerten Platte als Abdichtmedium 
Fig.2 (2a,2b): Einrichtung mit einer elastischen Folie als Abdichtmedium 



"im ersten Ausfuhrungsbeispiel (Rg. 1 a und 1 b) befindet sich vor der Frontlinse 1 eines Projetfonsobjektivs 2 eine 
!mme^onsSsJteK3. Diese istgegenuberderauf dam KoordinatemischAbefestigtenHalb.e.tan.che.beSdurehe.ne.nemer 
rinof&irniaen Membran 6 elastischaufgeh&ngten Glasplatta 7 abgegrenzt. 
ffdTsP^nrV^dielmmersionsf^ 

' d« Befichingsproiesses wird dia Glaapiatte 7 durch ainan erhdhten Druck gagan die Halblertersche.be! 5 gedruekt (fig. 1 ») 
Wahrandd^r tewegung das Koordinetentieches 4 mtt der Halbleherscheibe 5 wird die Glasplatta 7 durch Druckm.ndemng dar 

lmmersionsfl088igkeh3vonderHalbleiter8CheibeSabgehoben(Fig.1W. 

Beim zwaiten Ausfuhrungsbeispiel (Rg.2) ist gegenuber dem erstan Ausfuhrungsbe.sp.el d.e .n der nngform.gen Mambran 6 
eiastisch aufgehangten Glasplatta 7 durch eine durchgehende transparente Membran 9 ersem. 

AnaloTzumerstan AusfOhrungsbeispiel zaigt Rg.2a das Ausfuhnmgsbeispiel 2 mh angedruckter Membran 9 und F,g.2b 
wahrend dar Bewegung des Koordinatentischea 4 mit abgehobener Membran 9 durch Druckverm.nderung dar 
lmmersionsfluasigkeit3. 
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Fig. 2b 
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